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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19

Тема дисертації:
1. Вплив параметрів магнетронного осадження та товщини молібденового шару на структурні перетворення
в багатошарових покриттях Mo/Si

2. Influence of magnetron deposition parameters and molybdenum layer thickness on structural transformations
in Mo/Si multilayers

Реферат:
1. Об'єкт: тришарові плівки Si/Mo/Si з товщиною молібденового шару від 0,1 до 30 нм і багатошарові
періодичні покриття Mo/Si. Мета: встановлення взаємозв'язку між структурою, морфологією, хімічним
складом проміжних фаз багатошарового покриття і параметрами магнетронного осадження для оптимізації
режимів виготовлення багатошарових рентгенівських дзеркал Mo/Si. Методи: електронна мікроскопія з
високим розділенням поперечних зрізів і в плані, рентгенівський фазовий аналіз, малокутова рентгенівська
дифрактометрія з математичним моделюванням малокутових рентгенівських спектрів, вимірювання
оптичних характеристик багатошарових рентгенівських дзеркал Mo/Si за допомогою синхротронного
випромінювання. Результати: вперше методом темнопольної електронної мікроскопії виявлено, що при



малій номінальній товщині шару молібдену 1,5 < tMoном < 1,9 нм, розпиленого методом магнетронного
осадження на аморфний кремній, цей шар складається з кластерів розміром 1-2 нм. Показано, що процес
переходу з аморфно-кластерного стану в кристалічний відбувається в інтервалі товщини 1,9 < tMoном < 2,5
нм, а не стрибком, як вважалося раніше. У середині даного інтервалу співіснують аморфно-кластерна і
кристалічна фази. Галузь використання: фізика твердого тіла, фізика багатошарових систем

2. Object: three-layer films Si/Mo/Si with a thickness of molybdenum layer from 0.1 to 30 nm and multilayer
periodic coatings Mo/Si. The purpose: determination of the relationship between the structure, morphology and
chemical composition of the intermediate phases of the multilayer coating as a function of magnetron sputtering
parameters for optimization of the production of multilayer X-ray mirrors Mo/Si. Methods: high-resolution cross-
sectional and in plain electron microscopy, the X-ray phase analysis, small-angle X-ray diffractiometry with
mathematical modeling of small-angle X-ray spectra, measurements of the optical characteristics of multilayer X-
ray mirrors Mo/Si using synchrotron radiation. Results: for the first by method of dark field electron microscopy it
was revealed that at the small nominal thickness of molybdenum 1,5 < tMonom < 1,9 nm deposited by magnetron
sputtering on an amorphous silicon, this layer consists from clusters with sizes of 1 - 2 nm. It is shown that the
transition from the amorphous-cluster to the crystalline state takes place in the range of thickness 1,9 < tMonom <
2,5 nm, not abruptly, as previously thought. In the middle of this range the amorphous-cluster and crystalline
phases coexistence is observed. Field of application: solid state physics, physics of multilayer systems
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